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GERSON LUIS ANDRADE
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CHECK LIST

CLIENTE: GERSON LUIS ANDRADE — 0.5 15792
VISTORIA: ANDERSON

FOLGA |1 2 3 4 5 6 7 8

VALVS.

ADM 0,35 0,35 0,35 0,35 - - - -

ESC 0,40 0,40 0,40 0,40 - - - -

CARGA |1 2 3 4 5 6 7 8
MOLAS

ADM 85/250 | 85/250 | 85/250 | 85/250 | - - - -

ESC 85/250 | 85/250 | 85/250 | 85/250 | - - - -

VED. 1 2 3 4 5 6 7 8

SEDES

ADM v Vv Vv Vv - - - -

ESC v Vv Vv Vv - - - -

OBS: VEDAGAO OK VOLUME CAMARA: 26,6 CC
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ORCAMENTO

STUMPF

= TelFax: (45)99948-0123
EE BSYUMPF

RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL ! FR

:A ECD TEE CEF: B5818670 CMPJ: 33826228000194)
E-mail: cabecotesstumpfi@gmail. com
o

Data: 04/012024 ORCAMENTO g a- 15192
Cliente: GERSON LUIS ANDRADE

CPFWCNPJ: DDE.B58_160-80 Fone: (054)20142-48! Fone 2

Enderago:

Veiculo: Placa:

DESCRICAO DAS PECAS E/OU SERVICOS

Cod. Descrigio Quant. UN

1.268 MATERIAL DE LIMPEZA 1.0 SE

1.253 TESTE DE TRIMCA 1.0 SE

2157 VALVULA INOX IMPORTADA H7 1.0 UN

2153  wALVULA INOX IMPORTADA H7 1.0 UN

1.182  ABRIR ALOJAMEMTO DE TUCHO 1.0 SE

1858 SERVICO DE SOLDA. ALOJAMENTO DE TUCHO 1.0 SE

1.1B8  RETIFICA DE WALVULA 6,0 SE

1.186 RETIFICADE SEDE 80 SE

1.258 MANDRILHAR MAMCAIS BV 1.0 SE

1.882 PLAINAFACE 8V 1.0 SE

1.148  VEDADOR TMM 80 UN

1886 RETENTOR DO COMANDO 1.0 UN

1.233 MAQ DE OBRA REVISAD AP 8Y 1.0 MO

1076 COMANDO SPECIAL ORDER 1.0 UN

1.080 GUIATMM STD 80 UN

2204 TUCHOD 37MM 1.0 UN
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